теоритические основы прогрессивных технологий.



1. Детерминированная технологическая процедура - строго определенная техн. процедура.
2. В технологич. процессе важными факторами явл. доминирующие факторы.
3. Управление технологич. процессом не осуществляется на уровне народного хозяйства.
4. принцип саморегулирования.
5. Устойчивая технологическая система - система, отклонение которой от данного состояния со временем не возрастает за допустимые пределы.
6. Адептивная помеха.
7. Надежность технологич. процесса в наибольшей степени опр-ся финишными операциями.
8. Выход годных изделий - величина, равная отнош. числа годных изделий и общ. изделий.
9. Вероятность безотказного функционирования явл. произведением вероятностей по группам отказов.
10. Восстановление работоспособности элемента сист. независимо от других частей системы возможно для любых систем.
11. Помехи.
12. Явл-ся анализ. в опред. условиях функционирования.
13. Химич. термодинамика изучает св-ва энргии, законы превращения энергии, процессы и состояния равновесия в сист. с теплов. эффектом.
14. Стохастический метод.
15. Флоктация.
16. со временем.
17. Гомогенная система - система,имеющая одинаковые параметры во всех частях.
18. Сост. систем,при котором параметры сист. не измен. самопроизвольно во времени, наз. равновесными.
19. Колич. зависимость между числом степеней свободы системыколичеством фаз и компонентов системы.
20. Формулировку предложил Гесс: Тепловой эффект реакции равен разности суммы теплот, образ. продуктов реакциии и суммы теплот образ. исходных в-в.
21. В диагр. сост. системыпроводится для определения по правилу отрезков концентрации и количественного соотношения соприкас. фаз при фиксир. температуре.
22. Центры кристаллизации не образуются выше точки кипения.
23. Диаграмма состояния однокомпонентной системы даст информац. о равнов. темпер., переход. из одной модификации в другую.
27. Четвертого рода.
28. Возможность образ. соединения.
29. Образование эвтектики.
30. Классификац. диагр. состояний основ. на понятиях о раствор. в жидкой фазе, возм-ти образ. химич. соед-ий или твердых растворов.
31. Энтропия термодинамич. системы равна сумме энтропий ее элементов.
32. Энтропийный фактор характер-ет степень неизученности тех. процесса.
33. Равновесие в химич. реакции А+В<--->АВ смещается вправо при увелич. концентрации одного из компонентов. 
34. При понижении температуры.
35. Смещается вправо в эндотермической реакции при повышении температуры.
36. Смещает равновесие вправо.
37. Энергия активации.
38.2. Коэффициент распыления - это кол-во положит. ионов, приходящееся на один первичный фактор.
39. Температура испарения - та температура, при кот. давление пара сост. 10 мм.рт.столба (0,01).
40. Гетероэпитаксия - на в-во одного хим. состава осажд. в-во другого состава.
41. Нач. этапом эпитаксии явл. перенос пара и поверхности подложки.
42. Окислитель и растворитель.
43. Перенос в-ва под воздействием градиента концентрации.
44. Ионная имплантация.
45. Низкотемпературной плазмы.
46. Интенсивность отражения при падении на поверхность хар-ся коэфф-том отражения.
47. Не входит ваакумный насос.
48. Лазер.
49. Все типы лазеров.
50. 10 в десятой Вт на см квадратный.
51. 15000-20000 Кельвинов.
52. Для испарения тонких пленок.
53. Воздействие актиничного излучения на чувствит. материалы имеет наим. длину волн.
54. Селективное травление.
55. Среднее число событий обраб. сист.массового обслужив. наз-ся пропускной способностью.
56. Методом поиска эффекта технологич. эксперимента явл. теория исследов. операции.
57. Наибольш. подр. явл.модель, реализованная на микроуровне.
58. При построении функциональной модели технологич. процесса и разд. его на составл. ф-ции примен. принцип декомпозиции.
59. Назначение функцион-х моделей при проектировании технологич. процессов.
60. При построении информационной модели технологич. процессов сущность изо
